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Geleitwort der Herausgeber

Die Automatisierungstechnik ist ein komplexes und vielfiltiges wissenschaftliches Gebiet. Am
Institut fir Automatisierungstechnik der Helmut-Schmidt-Universitat / Universitét der Bun-
deswehr Hamburg wird zum einen die Entwicklung neuer automatisierungstechnischer Metho-
den vorangetrieben, zum anderen wird die Automatisierung bzw. Regelung komplexer Ferti-
gungsprozesse bearbeitet. Die reale Umsetzung im Rahmen technischer Prozesse, insbesondere
industrieller Produktionsprozesse, ist das Ziel des ingenieurwissenschaftlichen Wirkens und zu-
gleich Gradmesser fiir seinen Erfolg.

Das sogenannte Additive Manufacturing ruft sowohl in der Offentlichkeit als auch in der Indus-
trie groflies Interesse hervor. Das verwundert nicht, die zugehorigen Verfahren bieten vielféltige
und neuartige Moglichkeiten. Am Institut wird seit gut zehn Jahren auf diesem Gebiet geforscht.
Im Fokus steht dabei der Tintenstrahldruck elektrisch funktioneller Strukturen.

Die Arbeit von Herrn Lehmann reiht sich hier ein. Er setzte sich das Ziel, photokatalytische
Elektroden fiir die Wasserspaltung mittels Sonnenlicht im Tintenstrahldruck zu fertigen. Beson-
dere Herausforderungen lagen im Druck definiert diinner Schichten sowie in deren Mikrostruk-
turierung. Beides ist Herrn Lehmann gelungen. Sehr schon nutzt er den Marangoni-Effekt zur
Generierung von Strukturen deutlich unterhalb der Gréfenordnung eines Tintentropfens. Be-
zuglich ihrer photokatalytischen Leistung iiberzeugen die so hergestellten Elektroden uneinge-
schréankt. Damit bietet der Tintenstrahldruck grundsétzlich das Potential kostengiinstige Elek-
troden fiir die solare Wasserstoffgewinnung herzustellen.

Die Herausgeber danken dem VDI-Verlag fiir die Méglichkeit einer breiten Veroffentlichung
dieser Ergebnisse.

Prof. Dr.-Ing. Klaus Kriiger Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay
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gende Dissertationsschrift entstanden. Ich habe diese Zeit als durchaus intensiv, spannend und
herausfordernd empfunden, in jedem Falle nicht nur als eine fachliche sondern auch als eine
personliche Bereicherung.

Sehr herzlich bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Klaus Kriiger, der dieses Vorhaben
betreut hat und durch Anregungen und kritische Diskussionen weitreichend zum Erfolg des
Projektes beigetragen hat sowie bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Thomas Klassen, der dieses Forschungs-
projekt mit initiiert und damit ermoglicht hat.

Ein entscheidendes Moment fiir das Voranschreiten dieser wissenschaftlichen Unternehmung war
zudem die produktive Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht,
hier bedanke ich mich bei Frau Jun.-Prof. Dr. rer nat. Iris Herrmann-Geppert, Herrn Dr. rer
nat. Mauricio Schieda sowie Frau Dr. rer nat. Yaowapa Treekamol.

Besonderer Dank auch an Herrn Dr.-Ing. Vico Haverkamp, der zwischenzeitlich die kommissa-
rische Leitung der Professur iibernommen und so auf organisatorischer Ebene zu dem Projekt
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Fiir die Unterstiitzung bei der Durchfithrung von Experimenten bedanke ich mich bei Herrn
Ercan Yilmaz, fur Mitarbeit im Rahmen der Labortechnik danke ich den Herren Reinhard
Schultz, Nicki Grauert, Hendrik Schonig, Wolfgang Kletz und Wolfgang Schmidt.

Im Rahmen von Studien- und Masterarbeiten hatten auch Studenten die Gelegenheit Fragestel-
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Fir die motivierte und engagierte Mitarbeit bedanke ich mich bei den Herren Matthew Long,
Martin Ohland und Marcel Donatz.
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